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【手続補正書】
【提出日】令和2年8月24日(2020.8.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸化グラフェン（ＧＯ）に光又は放射線ビームを照射して還元型酸化グラフェン（ＲＧ
Ｏ）を形成することを含み、前記ＧＯはＧＯ溶液を有する、方法。
【請求項２】
　前記ＧＯ溶液の表面上の又は表面の近傍の点に前記光又は放射線ビームを集束させるこ
と、を更に含む、請求項１に記載された方法。
【請求項３】
　前記ＧＯ溶液に架橋剤を加えること、を更に含む、請求項１又は２に記載された方
法。
【請求項４】
　前記照射は前記ＧＯを架橋及び還元させる、請求項３に記載された方法。
【請求項５】
　グラファイトを酸化して酸化グラファイトを形成することと、
　前記酸化グラファイトを溶媒中で剥離して前記ＧＯ溶液を形成することと、
　を更に含む、請求項１乃至４のいずれか一項に記載された方法。
【請求項６】
　前記ＧＯ溶液に基板を浸漬して、前記形成されたＲＧＯを収受すること、を更に含む、
請求項１乃至５のいずれか一項に記載された方法。
【請求項７】
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　前記ＧＯ溶液の表面に対して前記基板を下方に移動させて前記ＲＧＯの３Ｄパターンを
製造すること、を更に含む、請求項１乃至６のいずれか一項に記載された方法。
【請求項８】
　絡み合ったアノード及びカソードを備えるパターンで前記ビームに対して前記ＧＯを移
動させることを含む、請求項１乃至６のいずれか一項に記載された方法。
【請求項９】
　前記光又は放射線ビームは、連続波（ＣＷ）レーザビーム又はパルスレーザビームを含
む、請求項１乃至８のいずれか一項に記載された方法。
【請求項１０】
　前記光又は放射線ビームは、フェムト秒レーザを含む、請求項１乃至８のいずれか一項
に記載された方法。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０のいずれか一項に記載された方法によって製造された還元型酸化グ
ラフェン（ＲＧＯ）電極。
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